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Twórca wynalazku
i Jerzy Klemens Kowalczyński, Warszawa (Polska)

właściciel patentu:

Układ do pomiaru ilości masy przesuwającego się materiału

Układ według wynalazku służy do pomiaru iden¬
tycznego z wymienionym w opisie patentu głów¬
nego, Nr 46 809, to jest do określenia masy mate¬
riału przesuniętego w pewnym czasie na transpor¬
terach, rynnach zsypowych itp. urządzeniach. Za¬
sada działania, wzajemne ustawienie elementów
układów, sposób zasilania i rejestracji są takie sa¬
me jak w patencie Nr 46 809.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu w
układach według patentu głównego zamiast linio¬
wego źródła promieniowania — źródła promienio¬
wania o zmienionym kształcie. W tym celu zamiast
źródeł liniowych prostych stosuje się źródła linio¬
we wygięte, a zamiast płaskich, stosuje się po¬
wierzchniowe również wygięte. Umożliwia to w
pewmych warunkach, np. gdy krzywizna taśmy jest
duża, uzyskanie lepszej dokładności pomiaru.

Na rysunku przedstawiono w przekroju poprze¬
cznym układ według wynalazku ze źródłem pro¬
mieniowania wygiętym. Odpowiada on zarówno
odmianie ze źródłem liniowym jak i z powierz¬
chniowym. Przekrój podłużny układu przedstawio¬

nego na rysunku jest taki sam jak np. fig. 2 (dla
liniowego, lub na Fig. 3 (dla powierzchniowego)
rysunku w opisie patentu Nr 46 809.

Oznaczenia na rysunku przedstawiają: 1 — po-
5 dłoże materiału; 2 — materiał transportowany; 3 —

detektor promieniowania jonizującego; 4 — oło¬
wianą przesłonę detektora pochłaniającą kwanty
nierozproszone (pierwotne); 5 — źródło promieni
gamma; 6 — ołowiane gniazdo źródła.

10 Strzałka od detektora 3 symbolizuje połączenie
z aparaturą zasilająco-rejestrującą.

Zastrzeżenia patentowe

15 1. Układ do pomiaru ilości masy przesuwającego
się materiału według patentu głównego Nr
46 809, znamienny tym, że wyposażony jest w
liniowe wygięte źródło promieniowania (5).

20 2. Odmiana układu według zastrz. 1, znamienna
tym, że zawiera powierzchniowe wygięte źródło
promieniowania.
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